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(54) Baugruppe aus optischem Element und Fassung 

(57) Baugruppe aus optischem Element (1) und 
Fassung (5), bei der das optische Element uber eine 
Mehrzahl von Laschen (2) mit .einem steifen Zwischen- 
ring (3) gekoppelt ist. der wiederum uber Steliglieder (4) 
Oder passive Entkoppler (35) mit einer Fassung (5) zum 
AnschluB an ein Gehause (7) und/oder an weitere Fas- 
sungen verbunden ist. Hochste mechanische Entla- 
stung des optischen Elements. DUV-resistente 
Ausfuhrungen. Anwendung in Projektionsbeiichtungs- 
anlagen. 
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Beschreibung 



rOOOIl Dis Erfindung betrifft eine Baugruppe aus opt.- 
L-^^em Ele,^ent unc Fassung. die Verwendung e.ner 
s^S^n Baugruppe. ein Objektiv damit und e.ne Pro,ek- 

Ootische Bauelemente, z.B. Un.sen, P"smen Sp.egel, 
Gitter, vielfach ai;s Glas. Kris:a!! oder Keram.k beste- 
:r=nd warden regelnaRig mif.els Fassungen. .n der 
Regel aus Metall, zu optischen Baugri^ppsn. zum Bei- 
soiel ObjeWiven. zusammengebaut. 
ro002] Dabei sind die optiscnen Elements unter E-n- 
Stung enger Toleranzen- relativ zueinander zu posifo- 
nfiren und die ganze Baugruppe soli eine gewsse 
R^bustheit gegenuber Umweiteinflussen aufweisen. 
Sesondere Anforderungen werden dabei sowohl bei 
astronon^ischen Teleskopen. wie bei satellitengestuU- 
t>n Systsmen (Beispiel ROS.^-Rontgenteleskop) und 
bei p'oiektionsbelichtungssys-.emen der M.kroI.thogra-. 

phie gestellt. ^ 
[0003] EP 0 053 453 lehrt dis Aufhangung von Pr&z.- 
sionsspiegeln an Biattfedereiementen. die angekieb. 

m004r Eine hochentwickelte Fassungstechnik lur Lin- 
sen von Mikrolithographie-Projektionsobjektiven is; 
auch in US 5.428.4S2 beschrieben. 
[00051 Entweder wird die Unse direkt mil dre. rad.a^n 
Biegebalken verWebt. cder ein Zwischenring .st ube 
drJam Umfang glechverteilte ^e^^^'f"^^^^^ 
einem auSeren Fassungsring verbunden. VolHlachige 
VerklebungvonLinseundZwischenringistvorgesehen. 

Durch Stapeln der Fassungsringe wird dann die opt - 
sche Baugruppe. insbesondere ein Objektiv, aufgebaut. 
[0006] Anordnungen mit Al^uatoren zur Verlagerung 
^er Delornnation optischer Eemente reiafv zum Fas- 
sungs-Basisteii sind in vielialtiger Ausfuhrung bekannt^ 
Ein Beispiel gibt EP 0 US 902 A. wo ein Sp.egel uber 
drei tangentiale Speichen an einer Fassung aufgehang- 
ist, die durch Peltiereiemente in ihrer LSnge verander. 

werden konnen. *^ii..or, 
[0007] Aufgabe der ErfT.dung ist die Bere|^stellung 
einer Baugruppe aus optischem Element und Fassung 
bei dor die Genauigkeit der Position.erung des opti 
schen' Elements und seine Entkopplung von auf d.e 
Fassung wirkenden Umv^elteinflussen geste.gert sind. 
Die Fucestelle zwischen optischem Element und Fas- 
sung, also in der Regel eire Glas-Metall- oder Kr.s.all^ 
Metall-Verbir^dunc. soil gieichzeitig von Anforderungen 
an die geometrische PrSzisicn entlastet werden. urn s,e 
fur andere Fugevedahren als Kleben hauptsachich 
wegen der DUV-Bestandigkeit zuganglich zu machea 
[0008] Die errinderische Lbsung soli als Konstrukt,- 
onsprinzip eine croBa Banccreite von Anwendungsfal- 
li abdecken. die Integra-Jon in ein Objekt.v und d.e 
Vervvendung in einer Mikrolithographie-Projektionsb^- 
lichtuncsanlage ist vorgesehen. mit besondererj.g^ 
nung zur sehr feiniuhlican Regelung von des=en 
Abbildungsleistung. 



m0091 Gelcst wird diese Aulgabe durch eine Bau- 
arupoe aus optisciiem Element und Fassung nach 
inspruch 1. bei der das optische Element uber e.ne 
^ehr^ahl von Lascren mit einem steifen 2w.scnennng 
npwnnoelt ist der wiederum uber aktive StellgI.edsr 
' S TaUe EntKoppler mit einer Fassung zum 
AnschluB an ein Gehause und/oder an we.tere Fassun- 
gen verbunden ist. 

rool 0] Vorteilhafte .Ausfuhrungsformen s.nd Gegen- 
,0 ;°and der Unteranscruche 2 bis 26. GemaB Anspruch 2 
sind dt Uschen als Federgelenke bzw Blattfedern 
anaelect. Damit wird im wesentlichen die untersch.edh- 
^fwirmeausdehrung vom optischem element {z.a 
Gas) und Fassung (Metall) aufgenommen. Insgesamt 
1^ warden Spannungen minimiert 

Tool 1] Die Ve?bindung des optischen Elements m.t 
den Laschen ist Gecenstand der Anspruche 3 b.s 7 
Z g'ht es darum, Stabilitat gegen die Strahlung m.t 
der da's optische Element beaufschlagt wird zu s.cnem 
.0 was bei Klebungen im UV-Bereich e.n Prob^m .st - 
^rd gieichzeitig keine Spannungen i"; .^P^^^^"^^" 
.ent aufzubauen. wie das bei 
dunaen (Klemmunc) unvermeribar ist t^etan.sche 
SchweiB- Oder Lot.ertindungen werden daher bevor- 

[0?i2] Gema(3den.Anspruchen8bisl2giltahnliches 
°r dl Verbindung car Laschen mit dem Zw^^hemng 
wobt hier auch die homogene einstuckige Ausfuhrung 
nS Lpruch 8 mocl.ch und in vielen Fallen s.nnvo l 
30 "s wo iedoch Lagetoleranzen der Laschen an de^ Ve^ 
btdun zum optischen dement auszugle,chen s,nd2 
die FQcung an den Zwischennng z.B. durch Laser 
schweiBen nach Anspruch 1 2 vorte.lhaft. 
[00131 GemaB Anspruch 13 sind Piezoelemente aber 
3c auch Pei^erelemente (nach EP 0 145 902 A) Qee-gnete 
" Antriebsmittel fur die akt.en Stellglieder _d.e zudem 
go^ignete Getriebe (Festkorperhebel und -gelenke) 
SrGSAnsoruchUsindfOrdiepassivenEnt. 

in erster Linie Festk^rpergelenke und -getnebe 
geJgnet. etwa ent^rechend US 5.428,482. 
fooiSl Eine bedeutende Klasse von opt.schen Ele 
Sn Sind die nach Anspruch 15 vorgesehenen m.t 
Sonssymmetriscr.em Rand mit e.ner Symmet. e- 
achs° Dies umfaRt insbesondere die klass.schen L.n- 

r;;,t zylindrische. Rand. <^^'^'^1^%;^T 
spharischen und nicn-. ^entr.erten opt.schen F ach r^^ 
moi 6] Dafur gebe-. die Anspruche 1 o o.s 1 8 vor.en 
hafte .Ausfuhrunge-. des Zwischennngs und der 

" [OoTrnspruch:^,ibte.neweitareKnassevonop^^ 
Then Eiementen ar • die in Anspruch 15 oeschnebene 
St darin enthalten - mit denen besonders vorte, hafte 
Ausf^hrungen u.a. r,a:h den AnsprCchen 20 u d 21 1.^ 
,5 sichtiich der Lascr-.2nordnung 

Laschen sind dana:. ./.e Speichen f .J 
schan Element "Nata- und dem Zw.schenr.ng relge 
angeordnet. 



2 



3 



EP 0 964 281 A1 



4 



[0018] Nach Anspruch 22 sind die Laschen ahnlich 
wiedie Balkender US 5.428.4S2 tangential angeordnet. 
[0019] Anspruch 23 beschreibt einen wesentlichen 
Vortei! der erfindungsgemaBen Anordnung. die mit 
ihren vielen freien Konstruktionsparametern gut die Ein- 
stellung einer niedrigsten Eigenfrequenz mechanischer 
Schwingungen groBer ais 200 bis 400 Hz ermoglicht. 
Damit werden die im wesentlichen bei niedrigeren Fre- 
quenzen vorliegencen storenden Schwingungsanre- 
gungen wirksam unterdruckt. 

[0020] Anspruche 24 und 25 dokumentieren die mit 
der Erfindung erreichbare hche Gute der spannungs- 
freien Lagerung. Es werden astigmatische bzw. 3 wel- 
iiae Rest-Linsendeformationen unter 30 nm. bis unter 
20 nm. erreicht. Die Deformationen der Auflageflache 
des AuBenrings werden zu uber 95 %, vorzugsweise 
uber 98 % und in optimal en Konstruktionen zu uber 99 
% von der Linse entkoppelt. 

[0021 ] Passive Stellglieder. wie sie nach Anspruch 26 
vorgesehen sind. eignen sich besonders zur Justage 
nach den Anspruchen 30 oder 31 . 
[0022] In ihrem bevorzugten Einsatz sind die Bau- 
gruppen gemaB den Anspruchen 27 bis 29 in Objekti- 
ven und Projekiionsbelichtungsanlagen der 
Mikrolithographie. wobei besonders die Einbindung in 
Regelkreise nach Anspruch 23 die Korrektur extrem fei- 
ner Storungen ermoglicht. 

[0023] Naher eriautert wird die Erfindung anhand der 
Zeichnungen. 

Figur 1 zeigt einen schematischen Schnitt durch 
eine erIindungsgemaBe Anordnung mit 
hangenden Laschen und Aktuator; 

Figur 2 zeigt einen schematischen Schnitt durch 
eine erfindungsgemaBe Anordnung mit lie- 
genden Laschen und Festkorpergelenk zwi- 
schen Zwischenring und Fassung; 



Figur 3 zeigt eine Aufsicht auf eine Anordnung nach 
Art der Rgur 2; 

Figur 4 zeigt eine Aufsicht auf eine erfindungsge- 
maBe Anordnung mit tangentialen Laschen; 

Figur 5 zeigt einen schematischen Schnitt durch 
eine erfindungsgemaBe Anordnung mit 
Spiegel und Aktuator mit Hebelgetriebe; 

Figure zeigt. schematisch eine Projektionsbelich- 
tungsaniage; 

Figur 7 schematisch eine bevorzugte Federlasche. 

[0024] Die in Figur 1 darcestellte Anordnung weist 
eine Linse 1 und eine Fassung 5 auf. ErfindungsgemaB 
ist ein steifer Zwischenring 3 ■ z.3. ein Edelstahlring von 
(groBenordnungsmaBig) 1 cm^ Querschnitt abhangig 



von Masse und Ste'rfigkeit der Linse - vorgesehen. der 
uber Laschen 2 mit der Linse 1 und uber Aktuatoren 4 
mit der Fassung 5 verbunden ist. Uber eine Zwischen- 
lage 6. die der exakter. Hohenjustage dient. ist die Fas- 
5 sung an ein Gehause 7 angeschiossen. das z.B. als 
Abstandsring zu einer weiteren derart gefaBten Linse 
ausgebiidet ist. 

[0025] Die Verbindung 1 2 der Linse 1 mit den Laschen 
2 ist aus zwei Grunder problematisch: 

10 [0026] Erstens ist die Werkstcrpaarung durch die 
unterschiedlichen Eicenschaften des optischen Ele- 
ments 1 aus Glas. aus Kristallen wie CaF, oder Quarz 
Oder aus Glaskeramik (Zerodur(R)-Spiegel) und der 
Metall-Laschen 2 aus Edelstahl. Federbror^e oder der- 

15 gleichen beim SchweiBen. Loten aber auch beim 
Schrauben oder Nieten problent)ehaftet. 
[0027] Zweitens ist ciese Fugestelle durch die Strah- 
lung. zu deren Transport das optische Element da ist, 
belastet - mit Ausnahmen bei Spiegeln Bei Anwen- 

20 dungen im tiefen UV-Spektralbereich (e^^•a 300 - 100 
nm Wellenlange) fOhrt" dies zur weitgehenden 
Unbrauchbarkeit organischer Kleber. da diese durch die 
Strahlung zerstort werden. 

[0028] Daneben ist diese Verbindung 12 mit sehr 
25 engen geometrischen Toleranzen auszufuhren. urn den 
Zweck der Anordnung zu erreichen. 
[0029] Weiter sind die optischen Elemente 1 empfind- 
lich gegen thermische Belastungen. da beispielsweise 
Antireflexbeschichtungen Temperaturen de-jtlich uber 
30 100^ C nicht vertragen und andererseits Glaser und 
besonders Kristalle wie CaFj - das wegen seiner DUV- 
Transparenz als Partner zu Quarzglas fur achromati- 
sierte Optiken benotigt wird - empfindlich gegen zeitli- 
che und raumliche Temperaturgradienten sind. 
35 [0030] Im Beispiel ist die Verbindung 12 durch eine 
UltraschallschweiBung. wie sie beispielsweise aus E. 
Roder et al.. Technoiogie & Management 44 (1995). 
Seite 31-39 bekannt ist. hergestellt, womit die o.g. Pro- 
bleme beherrscht werden konnen. Eine andere mogll- 
40 Che FCigetechnik ist das Loten mit niedricschmelzenden 
Loten wie in DE 1S7 55 356 dargestellt. Pcsitionstole- 
ranzen der Laschen 2 konnen durch die Kopplung 25 
der Laschen an den steifen Zwischenring aofgefangen 
werden, wenn diese an5chlie:3erd ausgefuhrt wird. 
45 Dafur hat sich das LaserschweiBen ais geetgnet 
gezeigt. wodurch bei geringem VVarmeeintrag sehr 
gleichmaBige SchweiBverbindungen erziei: werden. 
[0031 ] Die Laschen 2 sind ais Siattfedereiemente aus 
Elech durch Stanzen oder Atzen prazise geformt Sie 
50 sind typisch 0,1 mm bis 0.5 mm dick, ca 3*20 mm breit 
und 10-30 mm lang. bei einem Abstand von einigen 
mm. Im Beispiel sind sie parallai zur cp::schen Achse 
und Symmetrieachse der Unse 1 angeorcnet. 
[0032] Eine AusfChrung nach Figur 7. ein Atz- oder 
55 Stanzteii mit stelfe.T. Bugel 71 . r.ve: tange.r-alen Blatt- 
federeiementen 72, 73 und Zone 7^ zum Jitraschallver- 
schweiBen mit der Unse dazwiscnen ergibt 
momentenfreie raciale AusdehnLncsmcglichkeit der 
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Linse. Mil 75 istdie '^ser-SchweiBzone zur Verbindung 
mit dem Zwischenring bezeichnet. 
[0033] An zum Beispiel crei uber den Unfang gieich- 
verteilten Stellen ist der steife. Zwischenring 3 Ober 
Aktuatoren 4 mit der Fassung 5 verbunden. Die Aktua- 
toren 4 sind z.3. aus piezoele:<trischen Elementen auf- 
gebaut. Durch diese Anordnung warden zwei 
Freiheitsgrade der Linse 1 gegenuber der Fassung 5 
entkoppelt, namiicr^. die Kippungen urn die x- und y-Ach- 
sen senkrecht zur Symnetrieachse 5. 
[0034] Passive Aktuatoren die nur bei der Justage des 
Objektives benotigt werden. konnen auch durch Stell- 
schraubenbetatigt werden. 

[0035] Dies ermcgiicht einerseits eine Justisrung der 
Linsenkippung und entkoppelt and ererseits Deformatio- 
nen der Fassung 5. die beim Zusammenbau der Fas- 
sungen 5. Zwischenlagen 5 und Gehause 7 zu 
kompletten optischen Systemen - z.3. Objektiven - aus 
deren Fertigungstoleranzen usw. entstehen. 
[0036] Figur 2 zeigt in entsprechender Darstellung 
eine Variante. Hier istdie Linse 1 durch eine Klebestelle 
1.22 mit den Laschen 22 verbunden. Bei Anwendung 
einer Kleberschutzschicht nach DE 1S7 43 21 1 ist die 
Strahlungsbestancigkeit des Klebers gesichert. Die 
bekannte Methode des Richtkittens ermoglicht dabei 
eine sehr genaue Justage. 

[0037] Die Laschen 22 sind mit dem steifen Ring 32 
vereinigt aus einem Stuck gefertigt. wobei z.B. zum Pra- 
zisionsdrehen zusatzlich das Erodieren zum Einbringen 
der Trennungen r^schen den Laschen 22 eingesetzt 
wird. Durch Festkorpergelenke 35 ist der steife Ring von 
der Fassung 52 entkoppelt. so da3 sich deren Verfor- 
mungen im Einbauzustand nicht auf die Linse 1 aus^ir- 
ken konnen. 

[0038] Die typischen Abmessungen sind gieich wie 
bei Figur 2. 

[0039] Figur 3 zeigt eine Ansicht der in Figur 2 im 
Querschnitt gezeigien Anordnung in Richtung der opti- 
schen Achse und Symmetrieachse S. Man sieht. daB 
die Laschen 22 radial angeordnet sind und jeweils zu 
einer Ebene E symmetrisch ausgebildet sind. welche 
die Symmetrieachse S enthalt (Anspruch 17) . Auch hat 
das optische Element 1 (Linse) einen zur Symmetrie- 
achse S rotationssymmetrischen Rand tR. der Zwi- 
schenring 32 ist ein zur Symmetrieachse S 
rotationssymmetrischer Ring {Anspruch 16). und die 
Laschen 22 sind uber den Umfang gleichverteilt 
(Anspruch 18). Alt* der X-Achse und der Y-Achse liegen 
jeweils Federgelenke 35. 35'. deren Bev.eglichkeit 
jeweils paarweise verschieden orientiert ist. Der Fas- 
sung skonstrukteur wahit Anzahl, Lage und Beweglich- 
keit nach den gegebenen Beanspruchungen aus. Auch 
die Fassung 52 is; hier wie im aligemeinen bei Linsen- 
fassungen zylindrisch. 

[OWO] Figur 4 zeigt in gleicher Aufsicht eine erfin- 
dungsgemaBe A-^.ordnung mit tangential an die Linse 1 
angreifenden Laschen 24. die hier auch senkrecht zur 
Zeichenebene s:ehen und damit im Sinne von 



Anspruch 20 senkrecht zur Hauptebene X. Y mit x- und 
y-Achse stehen - wie auch die hangenden Laschen der 
Figur 1 Der Zwischenring 34 ist hier uber drei unter 
jeweils 120** angeordnete Aktuatoren 4 der zu Figur 1 

5 beschriebenen Bauart mit der Fassung 5 verbunden. 
[0041] Die erfindungsgemaBe Anordnung eignet sich 
naturlich nicht nur fur rotationssymmetrische Lir^en wie 
in oben stehenden Beispielen. sondern fur jede Art opti- 
scher Elemente wie Prismen. Spiegel. Gitter. hologra- 

70 phische Elemente usw. jeder Form. Beachtlich ist. daB 
diese Fassungstechnik fur beliebige Lagen des opti- 
schen Elements relativ zur Schwerkraft geeignet ist. 
[0042] Als Beispiel zeigt Figur 5 einen dezertrierten 
Zylinderspiegel 15. der mit paan^/eise schragstehenden 

15 Federiaschen 25 an den Zwischenring 35 angebunden 
ist Uber die Festkorpergelenke 452. 453 und den Hebel 
451 ist der steife Zwischenring an die Fassung 55 
gekoppelt. Der Aktuator 45 (z.B. piezoelektrisch. oder 
durch ein Peltierelement gesteuertes Ausdehnungsele- 

20 ment vgl, EP 0 145 902 A) wirkt so uber das Hebelge- 
triebe 451. 452. 453 mit Untersetzung auf den 
Zwischenring 35. 

[0043] Figur 6 zeigt schlieBlich beispielhaft die Unter- 
bringung einer erfindungsgemaB in einer Fassung 652 

p£ angeordneten Unse 651 in einem Objektiv 65. das als 
Projektionsobjektiv Tell einer Mikrolilhographie-Projekti- 
onsbelichtungsanlage ist. Diese besteht wie bekannt 
aus einer Lichtquelle 61. einem Beleuchtungssystem 
63 einer Maske 64 mit einem Positioniersystem 541. 

30 dem Objektiv 65. dem. Wafer 66 und dessen Positionier- 
system 561. 

[0044] Naturlich sind in der Regel im Objektiv 55 meh- 
rere Unsen. bei einem katacioptrischen oder katoptn- 
schen Objektiv auch Spiegel. erfindungsgemaB gefaBt. 

35 Hier ist aber aus Grunden der Klarheit nur ernes 
gezeigt. Ebenso kann diese Fassung:echnik naturlich 
auch im Beleuchtungssystem 63 Venwendung finden. 
[0045] Ein Leitsystem 67 der Projektionsbeiichtungs- 
anlage mit Sensoren 671 . 572. 673 steuert die .Aktuato- 

40 ren 653 an der Fassung 652. 

[0046] Abhangig von Bildparametern (Sensor 671) 
wie Fokuslage, Welienfront und dercleichen. von 
Beleuchtungsparametern (Sensor 672) wie Pulsdauer. 
Zahl. Beleuchtungseinstellung wie Koharenzgrad. Qua- 

45 drupolbeieuchtung. und/oder von Parametern der 
Maske (Sensor 673) regelt das Leitsystem 67 durch 
ansteuern der Aktuatoren 653 wie auch ggf. cer Aktua- 
toren anderer optischer Elemente die optimale Biidqua- 
litat. wcbei in der Regel im Leitsystem 57 abgelegte 
Kennfelder und Kalibrierparameter VerA'endung finden. 

Patentanspruche 

1. Baugruppe aus optischem Element (1) und Fas- 
sung (5). bei der das optische Element uber eine 
Mehrzahl von Laschen (2) mit einem steifen Zwi- 
schenring (3) gekoppelt ist. der wiederum uber 
Stellglieder (4) oder passive Entkcppler (35) m»t 
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einer Fassung (5) zum AnschluB an ein Gehause 
(7) und/oder an weitere Fassungen verbunden ist. 

2. Baucruppe nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet! daB die Laschen (22) als Federgelenke. s 
insbesoncere als Blattfedarn. ausgelegt sind. 

3. Ba'jarLipp9 nach Anspruch 1 Oder 2. dadurch 
gekennzeichnet. daBdie Laschen (2) stotfschlussig 
mil den optischen Eleinent (1) verbundsn sind. 

4. Ba'jcruppe nach Anspruch 3. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Verbindung der Laschen (2) mil 
dem optischen Element (i) gegen ultraviolette 
Strahlung. insbesondere bei Welienlangen unter is 
300 nm, resistent ist. 

5. Baugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB das optische Element (1) aus Glas 
Oder Kristall besteht. die Laschen (2) aus Metali 20 
und die Verbindung frei von organischen Bestand- 
tailen ist. 

6. Baugruppe nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Verbindung geschweiBt ist. ins- 25 
besondere durch DiffusionsschvyeiBung Oder 
UltrasdiallschweiBung. 

7. Baugruppe nach Anspruch 5. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Verbindung gelOtet ist. 30 

8. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 7. dadurch gekennzeichnet, daB die Laschen 
(22) mit dem Zwischenring (32) einen einteiligen 

Korperbilden. 

9. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 7. dadurch gekennzeichnet. daB die Laschen 
(2) stoffschlussig an den Zwischenring (3) gekop- 
pelt sind. 

10. Baugruppe nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Koppiung der Laschen (2) mit 
dem Zwischenring (3) gegen ultraviolette Strah- 
lunc. insbesondere bei Wellerilangen unter 300 nm. 45 
resistent ist. 

11. Baugruppe nach Anspruch 10. dadurch gekenn- 
zeicinnet. da 3 die Koppiung frei von organischen 
Bestandteiien ist. 

12. Baugruppe nach Anspruch 11. dadurch gekenn- 
zeichnet. da3 die Ko.oplung geschweiBt ist. ins- 
besondere durch LaserschweiBen. 

13. Baugruppe nach mindestens einen der Anspruche 
1 bis 12. dadurch gekennzeichnet. caB die Steil- 
glie-der (4) Piezoelenente Oder reltiereiemente 



enthalten. 

14. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 13. dadurch gekennzeichnet. daB die passi- 
ven Entkoppler (35, 35") Festkorpergelenke enthal- 
ten. 

15. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 14. dadurch gekennzeichnet. daB das opti- 
sche Element (1) einen rotationssymmetrischen 
Rand mit einer Symmetrieachse (S) autweist. 

16. Baugruppe nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB der Zwischenring (2) zur Symmetrie- 
achse (S) rotationssymmetrisch ist. 

17. Baugruppe nach Anspruch 15 oder 15. dadurch 
gekennzeichnet. daB die Laschen (2) symmetrisch 
zu die Symmetrieachse enthaltenden Ebenen (E) 
ausgebildet sind. 

18. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
15 bis 17. dadurch gekennzeichnet. daB die 
Laschen (22) gleichmaBig uber den Umfang des 
optischen Elements (1) verteiit angeordnet sind. 

19. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 18. dadurch gekennzeichnet. daB das opti- 
sche Element (1) eine Haupt-Ebene (H) aufweist, 
welche sein Rand mit einer geschlossenen Kun^e 
durchstoBt. 

20. Baugruppe nach Anspruch 19. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Laschen (22) im wesentlichen 
senkrecht zur Haupt-Ebene (H) angeordnet sind. 

21. Baugruppe nach Anspruch 20. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Laschen 122) im wesentlichen in 
der Haupt-Ebene (H) radial zum Rand des opti- 
schen Elements (1) angeordnet sind. 

22. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 20. dadurch gekennzeichnet. daB die Laschen 

(22) im v;^eser-tl;chen tangential zum Rand (1 R) des 
optischen Elements (1 ) angeordnet sind 

23. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 22. dadurch gekennzeichnet. daB die niedrig- 
ste Eigenfrequenz mechanischer Schwingungen 
grcBer als 2CC Hz. vorzucs'.veise groBer als 300 
H.z. bis zu etv.a 1 KHz ist. 

24. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
1 bis 23. dadurch gekennzeichnet. daB die astig- 
matische und die dreiwellice Deformation des opti- 
schen Elements (1) unter 33 nm iiegt. 

25. Baugruppe nach mindestens einem der Anspruche 
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1 bis 24. dadurch cekennzeichnet. daB die Defor- 
mationen der Auflagef lache des AuBenrings (5) zu 
uber 95 % vom optischen Element (1) entkoppelt 
sind. 

26 Baugruppe nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet. da(3 mindestens ein Teil der Stellglieder 
(4) passiv ist. 

27. Objektiv (65) enthaltend zumindest eine Baugruppe 
nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 26. 

28. Projektionsbelichtungsanlage der Mikroiithographie 
enthaltend zumindest eine Baugruppe nach minde- 
stens einem der Anspruche 1 bis 26. mit minde- is 
stens einem Aktuator (653). dadurch 
gekennzeichnet. daI3 ein Regelkreis vorhanden ist 
der mindestens einen Aktuator (653) ansteuert. 

29 Venwendung einer Baugruppe nach mindestens 20 
einem der Anspruche 1 bis 26 zum Aufbau einer 
Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage. 

30. Venwendung des passiven Stellgliedes nach 
Anspruch 26 zur Justage der Linse zu einer Rele- 
renz auBerhalb des Objektives nach Anspruch 27. 

31. Verv/endung des passiven Stellgliedes hach 
Anspruch 26 zur Justage der Unse innerhalb des 
Objektives nach Anspruch 27 wahrend der Justage 
derselben. 
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